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扫描干涉场曝光系统中光束对准误差及其控制
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摘要　为了提升扫描干涉场曝光光束对准精度，保证制作的光栅掩模槽形的质量，建立了曝光光束对准误差模型，利

用模型对光束对准误差进行了分析。同时为了满足系统对光束重叠精度的要求，设计研制了光束自动对准系统，并

对曝光光束进行了对准实验。分析结果表明，当光束存在较大对准误差时，光栅基底表面曝光对比度大幅下降，而且

由于采用步进扫描的曝光方式，光刻胶表面出现了各处曝光不均匀的现象，影响光栅掩模槽形的质量。设计的对准

系统可以对光束角度与位置进行对准调节，系统整体表现出良好的收敛性能，多步调节后可使光束位置对准精度优

于１０μｍ，光束角度对准精度优于９μｒａｄ。这样的曝光光束对准精度可以满足系统要求，达到了预期的设计目的。

关键词　光学设计；光栅；扫描干涉场曝光；光束对准；曝光对比度；位置解耦；角度解耦

中图分类号　Ｏ４３６．１　　　文献标识码　Ａ

ｄｏｉ：１０．３７８８／ＡＯＳ２０１７３７．０７２２００３

　　收稿日期：２０１６－１２－１４；收到修改稿日期：２０１７－０３－２１
基金项目：国家重大科研装备研制项目（６１２２７９０１）

作者简介：王　玮（１９８９—），男，博士研究生，主要从事扫描干涉场曝光技术方面的研究。Ｅ－ｍａｉｌ：ｗａｙｎｅ＿ｌｚｕ＠１６３．ｃｏｍ
导师简介：巴音贺希格（１９６２—），男，研究员，博士生导师，主要从事光栅理论、光栅制作技术及光谱技术等方面的研究。

Ｅ－ｍａｉｌ：ｂａｙｉｎ８８８＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ（通信联系人）

Ｂｅａｍ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ　Ｅｒｒｏｒ　ａｎｄ　Ｉｔｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎ　ＳｃａｎｎｉｎｇＢｅａｍ
Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ＬｉｔｈｏｇｒａｐｈｙＳｙｓｔｅｍ

Ｗａｎｇ　Ｗｅｉ　１
，２，Ｂａｙａｎｈｅｓｈｉｇ１，Ｐａｎ　Ｍｉｎｇｚｈｏｎｇ１，Ｓｏｎｇ　Ｙｉｎｇ１，Ｌｉ　Ｗｅｎｈａｏ１

１　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｃｅｎｔｒｅ　ｆｏｒ　Ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎ　Ｇｒａｔｉｎｇｓ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ　ａｎｄ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ，Ｃｈａｎｇｃｈｕｎ

Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｏｐｔｉｃｓ，Ｆｉｎｅ　Ｍｅｃｈａｎｉｃｓ　ａｎｄ　Ｐｈｙｓｉｃｓ，Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ａｃａｄｅｍｙ　ｏｆ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，Ｃｈａｎｇｃｈｕｎ，Ｊｉｌｉｎ　１３００３３，Ｃｈｉｎａ；
２　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ａｃａｄｅｍｙ　ｏｆ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，Ｂｅｉｊｉｎｇ　１０００４９，Ｃｈｉｎａ

Ａｂｓｔｒａｃｔ　Ｉｎ　ｏｒｄｅｒ　ｔｏ　ｉｍｐｒｏｖｅ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ　ａｃｃｕｒａｃｙ　ｏｆ　ｅｘｐｏｓｕｒｅ　ｂｅａｍｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｓｃａｎｎｉｎｇ　ｂｅａｍ　ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ
ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　ｇｕａｒａｎｔｅｅ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｆａｂｒｉｃａｔｅｄ　ｇｒａｔｉｎｇ　ｍａｓｋ　ｇｒｏｏｖｅ　ｓｈａｐｅ，ａｎ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ　ｅｒｒｏｒ　ｍｏｄｅｌ　ｏｆ　ｅｘｐｏｓｕｒｅ　ｂｅａｍｓ
ｉｓ　ｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄ　ａｎｄ　ｕｓｅｄ　ｔｏ　ａｎａｌｙｚｅ　ｔｈｅ　ｂｅａｍ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ　ｅｒｒｏｒ．Ｍｅａｎｗｈｉｌｅ，ｔｏ　ｍｅｅｔ　ｔｈｅ　ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ
ｂｅａｍ　ｏｖｅｒｌａｐｐｉｎｇ　ａｃｃｕｒａｃｙ，ａｎ　ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｂｅａｍ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ　ｓｙｓｔｅｍ　ｉｓ　ｄｅｓｉｇｎｅｄ　ａｎｄ　ｆａｂｒｉｃａｔｅｄ，ａｎｄ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ　ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔｓ
ａｒｅ　ｃｏｎｄｕｃｔｅｄ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｅｘｐｏｓｕｒｅ　ｂｅａｍｓ．Ａｎａｌｙｓｉｓ　ｒｅｓｕｌｔｓ　ｓｈｏｗ　ｔｈａｔ　ｔｈｅ　ｅｘｐｏｓｕｒｅ　ｃｏｎｔｒａｓｔ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｇｒａｔｉｎｇ　ｓｕｂｓｔｒａｔｅ　ｓｕｒｆａｃｅ
ｄｅｃｒｅａｓｅｓ　ｏｂｖｉｏｕｓｌｙ　ｗｈｅｎ　ｔｈｅ　ｂｅａｍｓ　ｈａｖｅ　ｌａｒｇｅ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ　ｅｒｒｏｒｓ．Ｕｎｄｅｒ　ｔｈｅ　ｅｘｐｏｓｕｒｅ　ｍｏｄｅ　ｏｆ　ｓｔｅｐｐｉｎｇ－ｓｃａｎｎｉｎｇ，
ｕｎｅｖｅｎ　ｅｘｐｏｓｕｒｅ　ａｐｐｅａｒｓ　ａｔ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ　ｐｏｓｉｔｉｏｎｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｐｈｏｔｏｒｅｓｉｓｔ　ｓｕｒｆａｃｅ，ｗｈｉｃｈ　ｉｎｆｌｕｅｎｃｉｎｇ　ｔｈｅ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　ｇｒａｔｉｎｇ　ｍａｓｋ
ｇｒｏｏｖｅ　ｓｈａｐｅ．Ｔｈｅ　ｄｅｓｉｇｎｅｄ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ　ｓｙｓｔｅｍ　ｃａｎ　ａｄｊｕｓｔ　ｔｈｅ　ｂｅａｍ　ａｎｇｌｅｓ　ａｎｄ　ｐｏｓｉｔｉｏｎｓ．Ｔｈｅ　ｓｙｓｔｅｍ　ｓｈｏｗｓ　ｇｏｏｄ
ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　ａｓ　ａ　ｗｈｏｌｅ．Ａｆｔｅｒ　ｍｕｌｔｉ－ｓｔｅｐ　ａｄｊｕｓｔｍｅｎｔ，ｔｈｅ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ　ａｃｃｕｒａｃｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｂｅａｍｓ
ｅｘｃｅｅｄｓ　１０μｍ，ａｎｄ　ｔｈｅ　ａｎｇｌｅ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ　ａｃｃｕｒａｃｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｂｅａｍｓ　ｅｘｃｅｅｄｓ　９μｒａｄ．Ｔｈｅ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ　ａｃｃｕｒａｃｙ　ｏｆ　ｅｘｐｏｓｕｒｅ
ｂｅａｍｓ　ｓａｔｉｓｆｉｅｓ　ｓｙｓｔｅｍ　ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｅｘｐｅｃｔｅｄ　ｐｕｒｐｏｓｅ　ｉｓ　ａｃｈｉｅｖｅｄ．
Ｋｅｙ　ｗｏｒｄｓ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｄｅｓｉｇｎ；ｇｒａｔｉｎｇｓ；ｓｃａｎｎｉｎｇ　ｂｅａｍ　ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ；ｂｅａｍ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ；ｅｘｐｏｓｕｒｅ　ｃｏｎｔｒａｓｔ；

ｐｏｓｉｔｉｏｎ　ｄｅｃｏｕｐｌｉｎｇ；ａｎｇｌｅ　ｄｅｃｏｕｐｌｉｎｇ
ＯＣＩＳ　ｃｏｄｅｓ　２２０．３７４０；０５０．２７７０；２２０．４８３０

１　引　　言
２０世纪９０年代，美国麻省理工学院（ＭＩＴ）为了克服制作大面积全息光栅时静态干涉场曝光方式在透
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镜材料获取和透镜加工方 面 的 困 难，提 出 了 一 种 新 的 制 作 全 息 光 栅 的 技 术，即 扫 描 干 涉 场 曝 光（ＳＢＩＬ）技

术［１－６］。其原理是使两束高斯激光束通过口径不大的光学系统后在束腰处相叠加形成干涉条纹，再通过二维

精密工作台以步进扫描的运动方式将该干涉条纹记录于涂有光刻胶的基底上，从而制作大面积的光刻胶光

栅掩模。ＳＢＩＬ技术在一定程度上融合了全息光栅［７］与机械刻划光栅［８－９］的制作特点，可一次性曝光出多条

干涉条纹，同时可以将这些干涉条纹进行精确拼接。
传统静态全息光栅制作过程中，激光光束经过扩束后只有中间部分参与曝光，对干涉光束整体的重合程

度要求较低，手工调节光束重合程度即能满足要求；而在ＳＢＩＬ系统中，毫米级尺寸的曝光光束整体参与曝

光，光束重合程度直接影响干涉场中干涉条纹的对比度，人工的调节精度显然难以满足要求，并且ＳＢＩＬ技

术采用步进扫描的曝光方式，干涉场的不均匀会被以步进扫描的方式放大至光栅基底平面，导致整体光栅掩

模表面质量变差。在理论方面，Ｍｏｎｔｏｙａ［２］针对曝光对比度与光栅掩模槽深之间的关系进行了定性分析，结
果表明干涉场对比度下降导致光栅掩模质量变差，但是没有建立ＳＢＩＬ技术中光束对准误差与曝光对比度

之间定量关系的数学模型。关于光束姿态调节的控制技术，在诸多复杂光学系统中均有应用［１０－１４］，其基本原

理是利用诸如位置敏感探测器（ＰＳＤ）、象限位置探测器等光电传感器测量光束姿态信息，再通过控制器件实

时调整光束姿态至预定位置，从而实现光束姿态的实时调整。其中提到的光束姿态实时控制系统一般采用

高动态特性的控制元件以及较为复杂的控制算法，但对于ＳＢＩＬ曝光光束对准仅需将光束调节至预设目标

位置，要求高稳定性与高分辨精度，对于系统实时性需求不高，因此以上系统难以直接应用到ＳＢＩＬ系统中

的光束对准调节中。鉴于此，本文拟建立一个ＳＢＩＬ系统中的光束对准误差对曝光对比度影响的数学模型，
分析对准误差对曝光对比度与光栅掩模槽形的影响。同时针对ＳＢＩＬ系统设计一套能够自动对准曝光光束

的系统，提升系统对准精度与调节效率，以满足系统对于曝光光束对准精度的需求。

２　ＳＢＩＬ系统对准误差模型与分析
２．１　ＳＢＩＬ系统对准误差模型

ＳＢＩＬ系统采用两束高斯光束在束腰位置处干涉，形成干涉条纹，再将其曝光在涂有光刻胶的光栅基底

上，如图１所示。高斯光束在束腰位置处波前为平面，理想情况下曝光光束在束腰位置处叠加形成干涉场，
本文主要讨论两光束重叠程度对制作的光栅掩模的影响，不考虑束腰离焦的影响。

图１ ＳＢＩＬ原理图

Ｆｉｇ．１ Ｓｃｈｅｍａｔｉｃ　ｏｆ　ＳＢＩＬ

假设基底平面位于ｚ＝０平面，左右曝光光束能量相当，根据高斯光束传输公式，理想情况下在基底处

的光束振幅分布为

ＥＬ＝Ａｅｘｐ－
ｘ２＋ｙ２

ω２（ ）ｅｘｐ　ｉ２πｓｉｎθλ ｘ（ ）， （１）

ＥＲ＝Ａｅｘｐ－
ｘ２＋ｙ２

ω２（ ）ｅｘｐ－ｉ２πｓｉｎθλ ｘ（ ）， （２）

式中ω为束腰半径，λ为波长，θ为两光束夹角的一半，Ａ 为归一化常量。
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然而在实际工作过程中，两束曝光光束不可能完全重合至理想位置，之间存在一定的对准误差。假设右

侧曝光光束相对于左侧光束目标位置存在大小为δ的对准误差，可得此时基底上右侧光束振幅为

ＥＲ＝Ａｅｘｐ －
（ｘ－δ）２＋ｙ２

ω２［ ］ｅｘｐ　ｉ２πｓｉｎθλ （ｘ－δ）［ ］。 （３）

两束光相干叠加后的光强分布为

Ｉ（ｘ，ｙ）＝ＩＬ（ｘ，ｙ）＋ＩＲ（ｘ，ｙ）＋２　ＩＬ（ｘ，ｙ）ＩＲ（ｘ，ｙ槡 ）ｃｏｓ２π
ｐ
ｘ＋φ１（ ）， （４）

式 中 ｐ ＝λ／２ｓｉｎθ（ ）为 两 光 束 相 干 形 成 的 干 涉 场 条 纹 周 期，ＩＬ ＝Ａ２ｅｘｐ －２　ｘ２＋ｙ２（ ）／ω２［ ］，ＩＲ ＝
Ａ２ｅｘｐ－２ （ｘ－δ）２＋ｙ２［ ］／ω２｛ ｝，φ１ 为初始相位，ＳＢＩＬ技术中可以利用相位锁定的方式精确控制干涉场

相位［５］，因此可不考虑对准误差引入的相位移动。

ＳＢＩＬ技术通过工作台步进扫描的方式将干涉条纹曝光于光栅基底上，假设光斑以速度ｖ沿ｙ轴运动进

行扫描曝光，可得每次扫描的曝光量为

Ｄ１（ｘ）＝∫
＋!

－!

Ｉ（ｘ，ｙ）ｄｔ＝
１
ｖ∫
＋!

－!

Ｉ（ｘ，ｙ）ｄｙ。 （５）

　　将（４）式代入（５）式可得

Ｄ１（ｘ）＝ＤＬ１（ｘ）＋ＤＲ１（ｘ）＋２　ＤＬ１Ｄ槡 Ｒ１ｃｏｓ
２π
ｐ
ｘ＋φ１（ ）， （６）

式中ＤＬ１（ｘ）＝Ａ
ω
ｖ

π
２槡ｅｘｐ－２

ｘ２

ω２（ ），ＤＲ１（ｘ）＝Ａ
ω
ｖ

π
２槡ｅｘｐ －２

（ｘ－δ）２

ω２［ ］。
由（６）式可得单次扫描的曝光对比度为

Γ１（ｘ）＝
２　ＤＬ１（ｘ）ＤＲ１（ｘ槡 ）
ＤＬ１（ｘ）＋ＤＲ１（ｘ）

。 （７）

　　从（７）式可以看出，当ＤＬ１与ＤＲ１相同时，扫描曝光的对比度为１。对准误差的存在导致ＤＬ１与ＤＲ１之间

存在差异，对比度下降。

ＳＢＩＬ技术采用步进拼接的方式将曝光区域扩大，假设相邻扫描间的步进间隔为ｓ，则第ｎ次扫描时的

曝光量为

Ｄｎ（ｘ）＝ＤＬｎ（ｘ）＋ＤＲｎ（ｘ）＋２　ＤＲｎ（ｘ）ＤＬｎ（ｘ槡 ）ｃｏｓ２π
ｐ
ｘ＋φ１（ ）， （８）

式中ＤＬｎ（ｘ）＝Ａ
ω
ｖ

π
２槡ｅｘｐ－２

［ｘ－（ｎ－１）ｓ］２

ω２｛ ｝，ＤＲｎ（ｘ）＝Ａ
ω
ｖ

π
２槡ｅｘｐ－２

［ｘ－δ－（ｎ－１）ｓ］２

ω２｛ ｝。

系统经过Ｎ 次步进扫描后，光栅基底上的总曝光量为Ｎ 个单次扫描曝光量的总和，表示为

Ｄ（ｘ）＝∑
Ｎ

ｎ＝１
Ｄｎ（ｘ）＝∑

Ｎ

ｎ＝１
ＤＬｎ（ｘ）＋∑

Ｎ

ｎ＝１
ＤＲｎ（ｘ）＋２∑

Ｎ

ｎ＝１
ＤＲｎ（ｘ）ＤＬｎ（ｘ槡 ）ｃｏｓ２π

ｐ
ｘ＋φ１（ ）， （９）

式中Ｄ（ｘ）表示系统经过Ｎ 次扫描后光栅基底上的曝光量，∑
Ｎ

ｎ＝１
ＤＬｎ（ｘ）＋∑

Ｎ

ｎ＝１
ＤＲｎ（ｘ）表示光刻胶平均曝光

量。 由于ＤＬｎ与ＤＲｎ的变化频率远小于干涉条纹频率，垂直刻线方向（步进方向）的曝光量对比度公式为

Γ（ｘ）＝
２∑

Ｎ

ｎ＝１
ＤＲｎ（ｘ）ＤＬｎ（ｘ槡 ）

∑
Ｎ

ｎ＝１
ＤＬｎ（ｘ）＋∑

Ｎ

ｎ＝１
ＤＲｎ（ｘ）

。 （１０）

２．２　ＳＢＩＬ系统曝光对准误差对曝光对比度的影响

根据以上模型，模拟分析ＳＢＩＬ系统中对准误差对光刻胶曝光量对比度的影响。首先根据（７）式模拟单

次扫描曝光时对准误差对曝光对比度的影响。假设曝光光束采用束腰半径ω＝１ｍｍ的相干高斯光束，对

准误差δ为１０，１００，５００μｍ，此时单次扫描时的曝光对比度如图２（ａ）所示。为了更加直观地体现对准误差
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对曝光量的影响，图２（ｂ）模拟了对准误差为５００μｍ时单次扫描的曝光量，其中光栅周期ｐ 取１０ｌｉｎｅ／ｍｍ
（实际中光栅线密度远高于此值，此处为了直观显示干涉条纹的曝光量，设定为此值）。

图２ 对准误差对单次扫描曝光对比度的影响。（ａ）对比度；（ｂ）曝光量

Ｆｉｇ．２ Ｅｆｆｅｃｔ　ｏｆ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ　ｅｒｒｏｒ　ｏｎ　ｃｏｎｔｒａｓｔ　ｏｆ　ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌ　ｓｃａｎｎｉｎｇ　ｅｘｐｏｓｕｒｅ．（ａ）Ｃｏｎｔｒａｓｔ；（ｂ）ｄｏｓｅ

图２（ａ）中横坐标为干涉场径向分布，纵坐标为单次扫描曝光的对比度；图２（ｂ）中横坐标为干涉场径向

分布，纵坐标为单次扫描曝光的曝光量，单位为归一化相对强度。从图２（ａ）中 可 以 看 出，当 对 准 误 差 较 小

时，单次扫描曝光的对比度接近理想值１；当对准误差加大时，单次扫描的曝光对比度下降，尤其是边缘处的

对比度下降十分明显。例如，对准误差为５００μｍ时，在１ｍｍ位置处，干涉场曝光量下降至０．７７。相对应

地，在图２（ｂ）中，由于对准误差的存在，干涉条纹中暗条纹光强值明显不为０，而是出现了一定背景光，如图

中黄色虚线所示，这导致了曝光对比度的降低。

ＳＢＩＬ系统采用步进扫描的方式进行曝光，为了直观地体现重叠扫描过程，图３给出了扫描叠加曝光的

示意图。图３（ａ）为干涉场步进扫描曝光示意图，图３（ｂ）为干涉场曝光叠加的示意图。

图３ 扫描曝光过程示意图。（ａ）步进扫描曝光；（ｂ）曝光光束叠加

Ｆｉｇ．３ Ｓｃｈｅｍａｔｉｃ　ｏｆ　ｓｃａｎｎｉｎｇ　ｅｘｐｏｓｕｒｅ　ｐｒｏｃｅｓｓ．（ａ）Ｓｔｅｐ－ｓｃａｎｎｉｎｇ　ｅｘｐｏｓｕｒｅ；（ｂ）ｅｘｐｏｓｕｒｅ　ｂｅａｍ　ｏｖｅｒｌａｐｐｉｎｇ

图３（ｂ）横坐标为光栅基底空间坐标ｘ与步进间隔ｓ之间的比值，即表示步进次数，纵坐标为光栅基底

上的曝光量。图中虚线为单次扫描的曝光量，实线为多次扫描叠加的曝光量。从图中可以看出，单次扫描的

干涉场能量为高斯分布，拼接叠加后的曝光量为平滑均匀的分布。
基于模型，根据（１０）式模拟对准误差δ为１０，１００，５００μｍ时，步进２０步后总扫描曝光对比度的空间分

布，如图４所示。
图４中横坐标为步进次数，纵坐标为光栅基底表面总曝光对比度Γ。从图４可以看出，当对准误差较

小，如δ＝１０μｍ时，光栅基底表面各处曝光对比度较为均匀，且接近理想情况下的曝光对比度。当对准误

差加大，如δ＝５００μｍ时，光栅基底表面曝光对比度出现大幅度下降，同时光刻胶表面整体的曝光量均匀下

降，伴随着干涉场的步进运动，各处曝光对比度出现了波纹，说明单次扫描曝光对比度的下降被以步进扫描

的方式放大至整个光栅基底表面。边缘附近的对比度凸起是由于第一次或者最后一次曝光时，相比于中间

部分少叠加了前一次或者后一次的曝光，由于缺少一次存在背景光的扫描，此处对比度有一定程度的提升，
但此处的曝光量低于中间部分。通常在制作光栅时，会将第一次和最后一次的扫描置于光栅基底外部，以保
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图４ 不同光束对准误差下曝光对比度的空间分布

Ｆｉｇ．４ Ｓｐａｔｉａｌ　ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　ｏｆ　ｅｘｐｏｓｕｒｅ　ｃｏｎｔｒａｓｔ　ｗｉｔｈ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ　ｂｅａｍ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ　ｅｒｒｏｒｓ

证光栅基底上曝光量的均匀性。总体而言，对准误差会导致光刻胶上的曝光对比度下降以及不均匀，造成整

体光栅质量的下降。

２．３　曝光对比度对光栅掩模槽形的影响

根据光刻胶的感光与显影特性可知，制作出的光栅掩模质量与光刻胶曝光量有直接联系。为此，分析了

曝光量对比度变化对制作出的光栅掩模槽形的影响。根据光栅掩模显影成型机理［１５－１６］，光栅基底上的光刻

胶感光分子会由于曝光量的变化而使激发分子的浓度发生变化。通常为了保证显影后基底上的光刻胶露

底，曝光须大于一定的曝光量ＤＣ，即截止曝光量，一般可以通过改变显影时间改变截止曝光量的大小。对

于一定厚度的光刻胶，在一定显影时间内，光刻胶的溶解速率与曝光量成正比，曝光量越大溶解速率越快，通
过显影液对曝光量不同的光刻胶进行刻蚀，最终形成浮雕状光栅结构。由上节分析可知，曝光光束对准误差

的下降会引起光刻胶上对比度的下降，还会引起对比度在空间上的变化，下面就不同曝光对比度对光栅掩模

槽形的影响进行讨论。
假设光栅基底上的初始胶厚为５００ｎｍ，平均曝光量为０．６ＤＣ，模拟不同对比度对应的槽形，如图５所示。

图５ 不同曝光对比度对应的槽形

Ｆｉｇ．５ Ｇｒｏｏｖｅ　ｐｒｏｆｉｌｅｓ　ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ　ｔｏ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ　ｅｘｐｏｓｕｒｅ　ｃｏｎｔｒａｓｔｓ

图５中横坐标为刻槽空间分布，纵坐标为刻槽深度ｈ。从图中可以看出，由于曝光对比度的不同，对应

的槽型质量也不相同。曝光对比度较大时，光刻胶上亮条纹处曝光量较为充足，暗条纹处背景光较少，这样

被移除的光刻胶与保留的光刻胶较为均匀，制作出的光栅掩模槽深较深，占空比较大，侧壁较为陡直，如图中

蓝色实线所示。当基底上曝光对比度较小时，光刻胶上亮条纹处曝光量不足，暗条纹处存在背景光，对应的

光栅基底上被移除的光刻胶不均匀，制作出的光栅掩模槽深较浅，占空比较小，侧壁倾角较缓，光栅的制作效

率变差，如图中绿色曲虚线所示。
从以上分析可以看出，光路中存在的对准误差引起光刻胶上曝光对比度的下降与不均匀，导致制作出的

光栅掩模槽形变浅且一致性变差，最终可能影响光栅效率与光栅杂散光水平。在传统全息光栅制作过程中，
光束对准通常通过眼睛判断，人眼对于光束重叠精度的判断误差为百微米左右。根据以上分析，这样的精度

水平难以达到扫描干涉场制作光栅的要求。鉴于此，有必要设计一套精度更高的曝光光束对准系统，以保证

ＳＢＩＬ技术对光束重叠精度的要求。
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３　光束自动对准系统设计
３．１　光束自动对准系统简介

基于以上模拟与分析，结合ＳＢＩＬ光路特点，设计了一套光束自动对准系统，如图６所示。该系统主要

包括激光光源、二维微动电机、反射镜、分束棱镜（ＢＳ）、透镜与二维ＰＳＤ。激光经过分束光栅后分为左右两

束曝光光束，每侧曝光光束先经过一个声光调制器（ＡＯＭ），出射的＋１级衍射光先后经过两个二维微动电

机驱动的反射镜折反至光栅基底表面，形成干涉场。光束对准时，在干涉场位置处放置一个分束棱镜，首先

通过ＡＯＭ调整左侧光束打开，右侧光束关闭，使左侧光束由分束棱镜反射进入测量光路中，作为右侧光束

对准基准。再通过ＡＯＭ切换至左侧光束关闭，右侧光束打开，使右侧光束由分束棱镜透射进入测量光路

中，从而进行对准调节。进入测量光路中的光束再被分束棱镜分为两路，一路光经过角度解耦透镜成像在位

于焦平面的角度解耦ＰＳＤ上，对光束角度信息进行解耦；另一路光经过位置解耦透镜成像在位置解耦透镜

上，对物平面上的位置信息进行解耦。

图６ ＳＢＩＬ技术中光束对准系统原理图

Ｆｉｇ．６ Ｓｃｈｅｍａｔｉｃ　ｏｆ　ｂｅａｍ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ　ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎ　ＳＢＩＬ　ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ

３．２　对准系统测量原理与设计

光束对准系统中，光束位置与角度信息通过解耦透镜与ＰＳＤ组合测量得到，利用一个ＰＳＤ探测光束在

解耦平面上的位置波动，同时利用另一角度ＰＳＤ测量光束在解耦平面上的角度变化（光束在垂直于光轴的

任意平面上的角度变化均相同）。定义ＰＳＤ关于位置解耦透镜的共轭平面为解耦平面，此平面上光束位置

与角度的波动信息与ＰＳＤ测量信息互为共轭，这样即可对光束位置与角度信息进行监测。在系统设计搭建

中，使解耦平面的设计位置与干涉场平面重合，以保证干涉场的测量与控制精度。位置与角度解耦测量原理

如图７所示。

图７ 光束位置与角度解耦原理图

Ｆｉｇ．７ Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅ　ｄｉａｇｒａｍ　ｏｆ　ｂｅａｍ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ　ａｎｄ　ａｎｇｌｅ　ｄｅｃｏｕｐｌｉｎｇ

如图７所示，光束传播通过透镜后，由光束传播的ＡＢＣＤ 矩阵，有

ｄ２
α２
熿
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燅
＝
１　ｌ２
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－１／ｆ　１［ ］１　１［ ］ ｌ１
０　１［ ］ｄ１α１熿燀 燄

燅
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可得

ｄ２＝α１［ｌ２－ｌ１（ｌ２／ｆ－１）］＋ｄ１（１－ｌ２／ｆ）

α２＝α１（１－ｌ１／ｆ）－ｄ１／ｆ｛ 。 （１２）

（１２）式为探测平面（ＰＳＤ平面）与解耦平面上光束位置与角度的对应关系式，当调节ＰＳＤ位于透镜焦平面

时，即ｌ２＝ｆ，此时公式退化为α１＝ｄ２／ｌ２，即为对光束角度进行测量解耦；当解耦平面与ＰＳＤ满足共轭关系

式１／ｌ１＋１／ｌ２＝１／ｆ时，公式表示为ｄ１＝ｄ２（１－ｌ２／ｆ），即为对光束位置信息进行测量。

ＰＳＤ选用Ｎｅｗｐｏｒｔ公司ＯＢＰ－Ｕ－９Ｌ型探测器，角度解耦透镜焦距为５００ｍｍ，角度ＰＳＤ位于其后焦面

上；位置解耦透镜焦距为４００ｍｍ，ＰＳＤ距离透镜５５０ｍｍ。采用的模数转换器分辨率为１６ｂｉｔ，输入范围为

±１０Ｖ，即分辨率为０．３０５ｍＶ，其信号转换关系为２．５ｍＶ对应１μｍ，相应的ＰＳＤ位置分辨率为０．１２２μｍ。
根据（１２）式可以计算得到系统角度测量分辨率为０．２４４μｒａｄ，位置测量分辨率为０．３２５μｍ。

３．３　光束自动对准系统设计及调整原理

光束自动对准 系 统 执 行 元 件 选 用 Ｎｅｗｆｏｃｕｓ公 司 的 二 维 微 动 电 机Ｐｉｃｏｍｏｔｏｒ８８１６，其 角 度 分 辨 率 为

０．７μｒａｄ。控制软件基于ＬａｂＶＩＥＷ语言编写，将角度ＰＳＤ、位置ＰＳＤ、微动电机的硬件输入输出功能封装

成硬件系统服务器，通过预先定义的共享变量库进行数据交换。主控计算机中的自动对准程序通过ＵＳＢ接

口获取位置ＰＳＤ、角度ＰＳＤ信息，经控制算法处理后，通过网络接口控制微动电机对光路进行调整。图８为

光束自动对准控制器的原理框图。

图８ 光束自动对准控制器原理框图

Ｆｉｇ．８ Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅ　ｂｌｏｃｋ　ｄｉａｇｒａｍ　ｏｆ　ｂｅａｍ　ａｕｔｏ－ａｌｉｇｎｍｅｎｔ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ

图９是光束自动对准系统控制流程图，控制流程是：１）进行硬件系统初始化，包括ＰＳＤ参数设置、ＰＳＤ
初始化、微动电机设置、微动电机初始化等；２）打开左侧曝光光束，获取左侧光束位置信息与角度信息，设定

为目标点，输入调整参数（位置调整阈值、角度调整阈值、迭代次数等）；３）打开右侧曝光光束，准备开始进行

对准调节；４）测量此时光束位置信息，计算与目标位置的偏差，并进行数据存储；５）调节位置微动电机，对光

束位置进行调节；６）测量此时光束角度信息，计算与目标角度的偏差，并进行数据存储；７）调节角度微动电

机，对光束角度进行调节；８）判断当前光束位置与角度是否在可接受范围内，当可接受时，则跳出控制程序，

不可接受时，则跳至步骤４）进行再次对准。步骤４）～８）组成了光束自动对准系统稳定的迭代闭环控制。

４　实验结果与分析
根据以上分析与设计，在ＳＢＩＬ光路中研制了光束自动对准系统，如图１０所示。为了保证微动电机运

行在合理工作范围中，设置其调整比例为０．１。图１１为一个对准周期中光束角度与位置的对准过程，图１１
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图９ 光束自动对准系统控制流程图

Ｆｉｇ．９ Ｃｏｎｔｒｏｌｌｉｎｇ　ｆｌｏｗ　ｃｈａｒｔ　ｏｆ　ｂｅａｍ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ　ｓｙｓｔｅｍ
（ａ）表示ｘ轴方向对准过程，图（ｂ）表示ｙ轴方向对准过程，图中蓝色曲线表示光束位置调节，对应图中左侧

坐标，图中绿色曲线表示光束角度调节，对应图中右侧坐标。从图１１可以看出，光束角度与位置在一定调节

步数后逐渐收敛到目标位置，表明对准系统具有良好的调节能力。

图１０ 光束自动对准系统实物图

Ｆｉｇ．１０ Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈ　ｏｆ　ｂｅａｍ　ａｕｔｏ－ａｌｉｇｎｍｅｎｔ　ｓｙｓｔｅｍ

图１１ 光束自动对准结果。（ａ）ｘ轴方向光束调整情况；（ｂ）ｙ轴方向光束调整情况

Ｆｉｇ．１１ Ｒｅｓｕｌｔ　ｏｆ　ｂｅａｍ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ．（ａ）Ｂｅａｍ　ａｄｊｕｓｔｍｅｎｔ　ｉｎ　ｘｄｉｒｅｃｔｉｏｎ；（ｂ）ｂｅａｍ　ａｄｊｕｓｔｍｅｎｔ　ｉｎ　ｙ　ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ
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图１２为４０次光束对准结果，将４０组对准实验结果进行处理，得出４０组对准数据的最大值与标准差，
如表１所示。图１２（ａ）为光束位置调节结果，图１２（ｂ）为光束角度调节结果，横坐标对应相应的ｘ轴方向，纵
坐标对应相应的ｙ轴方向。图中绿色虚线代表４０次调整结果中的最大值，红色虚线代表４０次调整结果的

标准差。

图１２　４０次光束自动对准结果。（ａ）光束位置调整情况；（ｂ）光束角度调整情况

Ｆｉｇ．１２ Ｒｅｓｕｌｔ　ｏｆ　ｂｅａｍ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ　ｆｏｒ　４０ｔｉｍｅｓ．（ａ）Ｂｅａｍ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ　ａｄｊｕｓｔｍｅｎｔ；（ｂ）ｂｅａｍ　ａｎｇｌｅ　ａｄｊｕｓｔｍｅｎｔ

表１　４０次光束位置与角度对准结果

Ｔａｂｌｅ　１　Ｒｅｓｕｌｔｓ　ｏｆ　ｂｅａｍ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ　ａｎｄ　ａｎｇｌｅ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　４０ｔｉｍｅｓ

Ｐａｒａｍｅｔｅｒ　 Ｍａｘｉｍｕｍ　 Ｓｔａｎｄａｒｄ　ｄｅｖｉａｔｉｏｎ
Ｂｅａｍ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ　ｐｘ／μｍ －１３．７３　 ６．５３
Ｂｅａｍ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ　ｐｙ／μｍ １２．９７　 ６．９５
Ｂｅａｍ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ　ｐ／μｍ　 １７．０３　 ９．５３
Ｂｅａｍ　ａｎｇｌｅθｘ／μｒａｄ　 １０．１３　 ６．５４
Ｂｅａｍ　ａｎｇｌｅθｙ／μｒａｄ　 １２．１８　 ５．９０
Ｂｅａｍ　ａｎｇｌｅθ／μｒａｄ　 １６．１７　 ８．８１

　　从以上实验结果可以看出，所设计的自动对准系统可以对光束角度与位置进行对准调节，系统整体表现

出良好的收敛性能。多步调节后可以达到光束位置对准精度优于１０μｍ，光束角度对准精度优于９μｒａｄ。
这样的对准结果可以满足曝光对比度与刻槽成形对于曝光光束重叠精度的要求，达到了预期的设计目的。

５　结　　论
针对ＳＢＩＬ系统，建立了曝光光束对准误差模型，分析了对准误差、曝光对比度与光栅掩模槽形之间的

关系，同时设计研制了一套光束自动对准系统，并进行了对准实验。光束存在较大对准误差时，光栅基底表

面曝光对比度下降，导致基底上被移除的光刻胶不足，使制作的光栅掩模槽深变浅，占空比减小；同时由于采

用步进扫描的曝光方式，光刻胶表面出现各处曝光不均匀的情况，导致光栅表面均匀性变差。所设计的对准

系统可以对光束角度与位置进行有效的对准调节，系统收敛性能良好，多步调节后可以达到光束位置对准精

度优于１０μｍ，光束角度对准精度优于９μｒａｄ，对准结果可以满足曝光对比度与光栅掩模刻槽对曝光光束对

准精度的要求，达到了预期的设计目的。
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